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Oveérena technologie
Technologie vyroby funkcionalizovaného substratu pro fotolyzu

vody

é]’:SLO PROJEKTU: B BV souladu s platnou metodikou Ufadu viady
TK01030128 H2PLAZMON -  Woypca e CR je uplatriovana ovérena technologie.
Pokrogila plazmonova F-‘_ﬁéj'_‘@o # Ovéfena technologie vznikla v pfimé

technologie pro vyrobu souvislosti s feSenim projektu  TACR

L . ” m TK01030128 H2PLAZMON -  Pokrogila
skladovani a vyuziti "zeleného" £

Obr. 1: Struktura elektrod pro HER i OER stranu plazmonova te_Ch”O'ogie pro vyrobu,
reakci pro fotokatalytickou vyrobu vodiku. skladovani a vyuziti "zeleneho" vodiku.

vodiku

#  Podstatou ovérené technologie (OT) zpusob
vyroby funcionalizovanych substratd pro
pfimou fotolyzu vody vyuzivajici
plazmonaktivni  fotokatalytické vrstvy na
kombinaci dvou propojenych fotoelektrod,

CiSLO PROTOKOLU / umozAujicich produkci kysliku (HER strana) a

SMLOUVY O VYUZITI / vodiku (OER strana). Struktura elektrod pro

HER i OER stranu reakci pro fotokatalytickou

UPLATNENI
. vyrobu vodiku je uvedena na Obr. 1.
VYSLEDKU:
* V pfipadé elektrody generujici H; je na povrch
Obr. 2: Fotoelektroda pfi testovani mikrostrukturovaného substratu deponovana
fotokatalytické aktivity. vrstva plazmonaktivniho kovu — médi,
zarudujici jak absorpci slune¢niho svétla (delsi
vinové délky z VIS a fotony z blizké IR oblasti),
EVIDENCNI ¢isLo: — tak i elektrickou vodivost substrati. Médéna
o~
22190-0T002-2024 g 300 [ - H, -02 vrstva je opatfena kontaktnimi plochami pro
% T : ‘ . pfipojeni  vnéjSiho  elektrického  zdroje.
g 200 Nasledné je na Cu povrch deponovana aktivni
8 vrstva sulfidu tantali¢itého (TaS,), ktera je
e 1 . . elektrochemicky aktivovana.
KONTAKTNI OSOBA: =) 100 ‘ ' -
_ 8 ‘ * V pfipadé OER elektrody je na Cu povrch
Ing. Robert Vik, Ph.D. a
0 pomoci metody odstfedivého liti deponovana
LR A USRS & ol Katalytickd vrstva WO,@CJS, pfipravena
rvik@fel.zcu.cz P ; i
L M. ,Lb‘i‘ ,.56‘ & ‘od\‘ ,\q,"‘ pomoci  kombinace  hydrotermalnich a
Time (h.) chemickych postupu. Tato vrstva
Obr. 3: Vyroba vodiku pomoci kombinace elektrochemickou aktivaci nevyzaduje.
RESITELSKE pripravenych HER a OER fotoelektrod. »  Struktury jsou schopné pfi osvitu simulovanym
PRACOVISTE: sluneénim svétlem vyrabét cca 250 pmol/cm?
Zapadodeska univerzita v Plzni vodiku béhem jedné provozni hodiny.
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